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Microstructure and innovative behaviors of multicomponent thin films

A felév soran az AlCu ill. az YTIO vékonyrétegek vizsgalataval foglalkoztunk:

1., Az AlCu rétegek kutatasi eredményeibol 2 db publikacio sziiletett, melyek a rétegek
nagy szilardsdgara és a bennuk indentalds hatasara lezajlo deformécios folyamatokra
(indentacios mérethatas, deformacids savok jelenléte) koncentraltak. Tovabbi mikroszerkezeti
vizsgalatokat végeztiink keresztmetszeti TEM lamelldkon. Feltartuk a vékonyrétegek
mikroszerkezetének evoluciojat a Cu Otvozokoncentracio fiiggvényében. Az eddigi adatok
Osszegzésével a kovetkezd szemeszter soran egy atfogd, az AlCu rétegekben tapasztalt
deformécios mechanizmusok és a mikroszerkezet 0sszefiiggéseit elemz6 publikacio
benyujtasat tervezzik.

2., Az YTIiO vékonyretegek (1. abra) korabban megkezdett kombinatorikus TEM
szerkezetvizsgalata folyatddott. A teljes Osszetételtartomanyban (0<x<1: YxTi1-xOy) kiilonb6z6
hokezelési hdmérsékleteken (400, 600, 700, 800 °C) allitottuk el6 és azonositottuk a kialakult
amorf és kristalyos fazisokat.

Kiemelend6, hogy kisérleteink soran az YTiO rendszer piroklor szerkezeti Y2Ti2O7 fazisat is
sikertilt eldallitanunk, melyre manapsag egyre nagyobb figyelem iranyul kedvezd fizikai-
kémiai tulajdonséagai és szdmos, a modern technolégidkban lehetséges felhasznalasi terllete
miatt. Ez az anyag kivald termikus és kémiai stabilitdsa mellett j6 mechanikai, valamint
nemlineéris optikai tulajdonsagokkal rendelkezik. Nanoszemcsés formaban alkalmazzék acél
Otvozetek megerdsitésére, sugarzassal szembeni ellenalloképessége miatt igéretes jeldlt a
hasadasos és fuzios reaktorok komponenseinek alapanyagakent. [1]
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1. dbra: a, YTiO as deposited vékonyréteg TEM racson. b, A kombinatorikus réteg Y/Ti koncentracio profilja,
valamint az egyes amorf ill. kristalyos fazisok megjelenési tartomanyai szobahémérsékleten.

Az emlitett kristalyos fazist altalaban (i) kérilményes szol-gél technikakkal vagy (ii) nagy
energiaigényli (Tsintering>1 000 °C) és hosszadalmas (t~ 10 h) porkohészati eljarasokkal



allitottak el6. Mi a vizsgalati mintainkat yttrium és titan DC magnetronos Ar/O atmoszféraban
torténd reaktiv porlasztasaval allitottuk el6, melyeket 400, 600, 700, 800 °C-on hékezeltiink 1
h-n at 10%0-He atmoszféraban. A 2a. abran lathato, hogy mar a 700 °C-os hokezelés hatasara
megjelenik a piroklor szerkezetii YTioO7 fazis, melyet Fd-3m tércsoport és a= 10.0896 A
racsparaméter jellemez. 60/40 (Y/Ti at%) aranynal a piroklor fazis tisztan, yttrium- és titan-
oxid fazisok jelenléte nélkil talalhaté meg. A 800 °C-o0s hokezelés hatasara (2b. abra) az amorf
tartomany megszinik, a minta egésze kikristalyosodik.
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2. abra: Az Osszetétel (x; YxTi1xOy) figgvényében abrézolt kristalyos tartomanyok a, 700 °C b, 800 °C-os
hékezelés esetén. (az adott dsszetételnél tortént meérést a fekete korok jelilik)

Méréseink tobbek kozdtt ramutattak, hogy a modern technoldgidkban nagyon igéretes Y2 Ti>O7
piroklor szerkezetl yttrium-titanat vékonyréteg formaban egy egyszerti, konnyen alkalmazhato
eljarassal, a porkohaszathoz képest 1ényegesen alacsonyabb hdmérsékleten, mar 700 °C-on is
eldallithato.
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